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背景説明（1/2）

ソフトウェアは商品の一部、ソフトウェア開発単独ではなく
より広い範囲で統合した活動が必要

ソフトウェアは商品の一部、ソフトウェア開発単独ではなく
より広い範囲で統合した活動が必要

制御機器・ＦＡシステム制御機器・ＦＡシステム

公共・交通・セキュリティ公共・交通・セキュリティ

電子部品電子部品
ＰＣ周辺機器ＰＣ周辺機器

健康機器・サービス健康機器・サービス

RFIDRFIDシステムシステム

個人向けセキュリティ個人向けセキュリティ

SPI 
ソフトウェア開発組織
ソフトウェア開発組織
ソフトウェア開発組織

ソフトウェアの
ＱＣＤ向上

ソフト開発だけでは、SPIのコミットメントが得られにくい

他分野の改善活動との調整が困難
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背景説明（2/2）

統合した改善活動のフレームとしてSPIが使えないか統合した改善活動のフレームとしてSPIが使えないか

デ
バ
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ス

メ
カ
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レ
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フ
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商
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開
発

SPI 

研
究
開
発

デ
バ
イ
ス

メ
カ

エ
レ
キ

ソ
フ
ト

知見を得るために、
デバイス研究開発組織を

対象に
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取り組み概要（1/2）

従来のソフトウェア開発組織のＳＰＩ同様に
IDEAL、CMMIを使い、２サイクルを経験

従来のソフトウェア開発組織のＳＰＩ同様に
IDEAL、CMMIを使い、２サイクルを経験

研究開発の段階から事業を見据えたプロセスを整備、
改善を繰り返すことで、将来の事業の基盤を確立する

目的

04年6月から07年3月までの3年間で
CMMIの成熟度レベル３相当

目標 その他の目標は
活動の中で設定

推進体制

ＭＳＧ ＥＰＧ ＱＡＧ
社内

コンサルＰＡＴ
ＰＡＴ
ＰＡＴ

MSG: Management  Steering Group
EPG: Engineering  Process Group
QAG: Quality Assurance Group
PAT: Process Action Team

２名 ２名
専任１
兼任１

１名
兼任 都度

２名
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取り組み概要（2/2）

I D E A L

I D E A L

I D E A L

０４年度 ０５年度 ０６年度

優先課題

管理
（成熟度レベル２）

エンジニアリング
組織

（成熟度レベル３）

I：Initiating（開始）
D：Diagnosing（診断）
E：Establishing（確立）
A：Acting（活動）
L：Learning（学習）

マイルストーン、スケジュール
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知見

• ソフトウェア開発とデバイス開発の違い

• 商品開発と研究開発の違い

（まとめ）

• ソフトウェア商品開発以外へのSPIの適用
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ソフトウェア開発とデバイス開発の違い
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デバイス開発の特徴（1/3）

ソフトウェア開発ソフトウェア開発
顧客
要件

ソフト
（製品）

顧客ソフトウェア開発

プロセスの捉え方が違う、製造工程を含めた3つの領域が存在するプロセスの捉え方が違う、製造工程を含めた3つの領域が存在する

デバイス設計デバイス設計
デバイス製造デバイス製造
ラインの構築ラインの構築

デバイス製造デバイス製造
顧客
要件

デバイス
（製品）

顧客デバイス開発

「プロセス」
というと
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デバイス開発の特徴（2/3）

3つの領域にレベル差（製造現場は既にレベル５的）3つの領域にレベル差（製造現場は既にレベル５的）

顧客
要件

デバイス
（製品）

顧客デバイス開発

デバイス設計デバイス設計
デバイス製造デバイス製造
ラインの構築ラインの構築

デバイス製造デバイス製造

製造現場では改善活動は当たり前！
（ＣＭＭＩでいうレベル５的） いまさら何するの？

シミュレータの導入によるL/T短縮など、改善は行われているが、
場当たり的でSPIのようなシステマティックな改善ではない

アテンションは
製造工程に
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デバイス開発の特徴（3/3）

３つの領域が組織的にも物理的にも独立性が高い３つの領域が組織的にも物理的にも独立性が高い

顧客
要件

デバイス
（製品）

顧客デバイス開発

デバイス設計デバイス設計
デバイス製造デバイス製造
ラインの構築ラインの構築

デバイス製造デバイス製造

生産工場

生産技術
部門

設計部門

海外
ファブレス
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デバイス開発におけるプロセス改善（1/3）

領域ごと分けた取り組み領域ごと分けた取り組み

顧客
要件

デバイス
（製品）

顧客デバイス開発

デバイス設計デバイス設計
デバイス製造デバイス製造
ラインの構築ラインの構築

デバイス製造デバイス製造

この２つの領域に注力
さらに、成果物の異なる２つの領域を分けて取り組む

成果物は
設計データ

成果物は
製造ライン、金型
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デバイス開発におけるプロセス改善（2/3）

領域ごとの改善の目的設定領域ごとの改善の目的設定

設計 製造ライン構築 製造

Ｑ

品質

•要件の再現性 •ライン立上げ時の歩留
まり

•歩留まり

Ｃ

コスト

•設計コスト

•部材コスト

•ライン立上げコスト

•ライン操業コスト

•製造コスト

Ｄ

納期

•設計リードタイム •ライン立上げリードタ
イム

•製造リードタイム
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デバイス開発におけるプロセス改善（3/3）

設計設計
プロセスプロセス

ライン構築ライン構築
プロセスプロセス

製造ライン製造ライン

領域間で連携した取り組み領域間で連携した取り組み

製造し易い
設計

改善し易い
ライン

ライン構築
し易い設計

イントラネットを
活用した情報共有
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商品開発と研究開発の違い
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研究開発の特徴（1/2）

新たな発想

新規事業
新商品

新技術

研究開発

より人に依存した活動であり、プロセスに対する意識が低いより人に依存した活動であり、プロセスに対する意識が低い

人

組織

手順
制度

プロセスなんて
重要じゃない

試行錯誤
自由
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研究開発の特徴（2/2）

成果物が特殊、商品開発にはない研究開発独特のプロセス成果物が特殊、商品開発にはない研究開発独特のプロセス

研究開発プロセス

パテント

論文

研究開発における成果物

ノウハウ

技術情報

これらの成果物を
生み出すプロセスとは？

要件は「新事業につながる技

術・ノウハウの開発」や「特許
や論文の件数」

特殊性の例：
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研究開発におけるプロセス改善（1/2）

プロセスに対する意識の低さに対し、「問題解決型」と「CMMI 
ギャップとヒアリング課題の統合」よりプロセス改善への理解促進

プロセスに対する意識の低さに対し、「問題解決型」と「CMMI 
ギャップとヒアリング課題の統合」よりプロセス改善への理解促進

ありたい姿

現状

一つ一つ
問題を解決

問題解決型
ありたい姿を
実現する新し
いプロセスの
設計・導入

現場の持つ

トップの持つ

課題達成型
他の業務付加
がみえてなく計
画を立ててしま
う

設計とプロセスのコミュニ
ケーションが少なく並行開
発しにくい

開発者が忙し
い

サンプル／技術開
発では厳しく問わ
れない

必要性を感じてい
ない

リソース不
足

ロケが離れ
ている（制
約）

常会だけでは
不足。情報伝達
機能してる場が
ない

過去の情報が蓄積されていない（反
復作業）

開発が手戻り
が多く修正に
時間がかかっ
ている

設計でミーティングが十分
に使われていない

開発課題がメン
バで共有されて
いない

テーマの全体像がみえ
ない

全体を見渡して実
務レベルで指示す
る人が明示されて
いない

開発が設計以外の業
務で遅れる（展示会
対応など）

開発スケジュールが妥
当でない（無理がある）

突発業務が多い（サ
ンプル要求が急にく
る）

開発計画を変更しても
ステータホルダーに通
知しないことがある

テーマレビュー資料の
スケジュールが改定さ
れていないチームが
ある

議事録が十分
残されていない
報告する内容・
フォーマットは
各自、各チーム
ばらばら

是正管理不十分

・情報収集、配布の仕組み、生
成・スケジュール等は考えられて
いるが監視はしていない

・会議体の参加者は特定されて
いるが、参加しなかった場合でも
是正は行なわれない

・是正対策を完了まで管理して
いない

・要件間双方向の追跡の仕組み
はなく、追跡は担当者の判断で
行なわれている

計画内容不十分

・リスク管理は一部のチームのみで実
施されていない

・知識・スキルの計画は作成されてい
ない

・情報収集、配布の仕組み、生成スケ
ジュールなどについては文書化してい
ない

・ＰＪ体制図には全てのステークホル
ダーを記述していない

テーマ：なぜ計画どうりに業務が終わらないのか

見積り不十分

・ WBSは作成されていない

・技術要素、技術課題の属性の見積
もりをしていない

・論理的根拠を用いた見積りは行なわ
れていない

計画策定が不十分
見積りが管理できていない

是正管理が不十分

コミュニケーションが十分にとれていない

要件のツリーへ

CMMIギャップ

ヒアリング課題
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研究開発におけるプロセス改善（2/2）

成果物の特殊性に対し「プロセスマップ」 「モデルにこだわらない
プロセス領域設定」により研究開発に適したプロセスを設計

成果物の特殊性に対し「プロセスマップ」 「モデルにこだわらない
プロセス領域設定」により研究開発に適したプロセスを設計

プロセスマップ

反復しないプロセス

人に依存するプロセス

改善の対象外

人のレベルアップを

観点シート
観点シート

業務報告案
業務報告案 開発目標設定

商品開発計画
製品-技術マップ

開発目標設定
商品開発計画

製品-技術マップ

リスク管理
リスク管理

技術課題マップ
技術課題マップ

仮説検証
仮説検証

開発目標は
解決か

開発目標は
解決か

３C分析
３C分析

リスク分析
リスク分析

計画見直し
計画見直し

パフォーマンス

Plan

Do

Check

Action

Ok

N
G

リーダ会議
リーダ会議

リ
ー
ダ
合
宿

リ
ー
ダ
合
宿

管理領域の上位プロセス

技術戦略策定レベルから
個人の評価までを一つの

管理領域と考えてプロセスを設計
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（まとめ）
ソフトウェア商品開発以外へのSPIの適用

• ことば、文化、環境の違い

• IDEALの汎用性

• CMMIの汎用性

• SPIの本質に関して
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ことば、文化、環境の違い

分野による、ことばや文化、環境の違いを
十分に考慮しないと、改善は進まない

分野による、ことばや文化、環境の違いを
十分に考慮しないと、改善は進まない

分野による違いの例

（＊）ＣＲ：クリーンルーム

デバイスでは
プロセス≒製造プロセス

ことばの意味の統一から

デバイスでは、ＣＲ(*)入退出、
材料、装置、工具管理が、
成果物の質に大きく影響

４Ｍ変動を考慮

実験現場では、その場で
PCが使えるとは限らない

ＰＣを前提としない
プロセス資産の提供、共有

研究開発では試行錯誤が常
プロセス改善の対象とする

プロセスを限定
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IDEALの汎用性

IDEALは汎用性あり。ただし、参照モデルで工夫が必要IDEALは汎用性あり。ただし、参照モデルで工夫が必要

Set
Context

Build
Sponsorship

Charter
Infrastructure

Characterize
Current &
Desired States

Develop
Recommendations

Set
Priorities Develop

Approach

Plan
Actions

Create
Solution

Pilot/Test
Solution

Refine
Solution

Implement
Solution

Analyze
and
Validate

Propose
Future
Actions

Stimulus for Change

Initiating

Diagnosing

Establishing

Acting

Learning

開始

診断

確立

活動

学習

IDEALのサイクルはそのまま適用

IDEAL

CMMI 

独自の
「ありたい姿」

参照モデルだけではなく
独自の「ありたい姿」の

設定が必要

参照モデル



Sensing tomorrowTM

SPI Japan 2006,  © OMRON CORPORATION 2006 23

独自の「ありたい姿」設定の例

年度計画の達成

開発目標の達成率の向上開発目標の質と量の向上

技術向上
スピードの向上

ニーズと開発目標
のずれの排除

目標設定、
管理力の向上

ＰＪ管理力の
向上 実績作り

投下資本
増加

開発者の質×量
の増加

人材育成力の向上

技術向上スピードを
発揮しきれないマイ

ナス要因の排除

開発力の
向上

技術、事業シナリオ達成

プロセス改善活動

組織力

ＣＢＡ

研究開発組織のありたい姿研究開発組織のありたい姿
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CMMIの汎用性（1/2）

ＧＧの能力レベルの考え方には汎用性あり
ただし、ＳＧでは一部独自の解釈、適用が必要

ＧＧの能力レベルの考え方には汎用性あり
ただし、ＳＧでは一部独自の解釈、適用が必要

GG：Generic Goal（共通ゴール）
SG：Specific Goal（固有ゴール）

デバイス開発におけるSGの解釈、適用

調達

・大きく３種類に分かれる
・デバイス製造のための調達（材料、部品）
・製造ライン構築のための調達（設備）
・設計のための調達（設計データ、ツール）

品質保証
・デバイス製造においては、生産ラインのチェック、製品の検査が品質保
証に該当する

妥当性確認
・妥当性確認は、設計では対象なるが、量産では対象にならない
・設計データの妥当性確認のためにサンプル、試作があるとも解釈できる

検証
・検証のピアレビューは、設計では対象になるが、サンプル、試作、量産
では対象にならない
・製造プロセス･ラインの検証のために量産試作があるとも解釈できる

要件 ・環境などの規制がある。規制を組織の持つ制約と解釈する
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CMMIの汎用性（2/2）

研究開発におけるSGの解釈、適用

調達 ・共同研究にも調達の考えが適用できる部分がある（選定、契約）

計画

・実績データの蓄積から見積もりへの再利用のサイクルは一部の活動に
限られる

・計画精度としては、計画時にどれだけの技術課題、リスクを洗い出せる
かが重要となる

リスク管理
・研究開発ほど多くのリスクが存在するため、リスク管理活動を最優先の

改善課題とする

計画
・組織としての計画（技術戦略・技術マップ、短計）と各テーマ計画の2種

類のプロセスを考える

品質保証
・ＱＡが客観的に評価しづらい成果物（技術、特許など）対しては、ＱＡは

プロセス評価のみとし、成果物は管理層が直接評価を行う方法を取る

教育
・プロセス教育、ドメイン知識教育以外に、「ひらめき」「アイデア出し」のよ

うな知識創造に関する教育にも注力する
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SPIの本質に関して

SPIの本質は、組織風土、文化の変革
それには動機付けと、スポンサーの強い意志が不可欠

SPIの本質は、組織風土、文化の変革
それには動機付けと、スポンサーの強い意志が不可欠

プロセス改善の本質

デバイスで実績のない
ＳＰＩを導入する決心

動機付け

ゆるぎない強い意志
地道な巻き込み

立上げ時 停滞しそうな時

如何に組織の風土、文化を変えるか
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改善活動の成果

自社による簡易診断でCMMI成熟度レベル２相当を確認自社による簡易診断でCMMI成熟度レベル２相当を確認

I D E A L

I D E A L

I D E A L

０４年度 ０５年度 ０６年度

優先課題

管理領域
（成熟度レベル２相当）

エンジニアリング領域
組織的活動領域

（成熟度レベル３相当）

I：Initiating（開始）
D：Diagnosing（診断）
E：Establishing（確立）
A：Acting（活動）
L：Learning（学習）

成熟度レベル
２相当の達成

を確認
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今後

• 研究開発の成果に適切に関連づいた定量的な
改善の評価指標を見つけたい

• 今回の取り組みで得た知見を活用し、ＳＰＩ
をフレームとして、より広い範囲で改善活動
を進めていく
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